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一种阵列基板及液晶显示装置 。该液 晶显示装置 包括 阵列基板 。阵列基板包括扫描线 （1 ) 和数据线 （2 ) ，
所述数据线 （2 ) 在数据线 （2 ) 和扫描线 （1 ) 的交接处 的宽度大于数据线 （2 ) 其余部分 的宽度 。还提供 了
一种 阵列基板 的制造方法 ，包括步骤在 阵列基板 的数据线 （2 ) 成型工艺 中，设置数据线 （2 ) 宽度参数 ，使
数据线 （2 ) 与扫描线 （1 ) 交接处 的数据线 （2 ) 宽度值大于数据线 （2 ) 其余部分 的宽度值 。该阵列基板可
以在不增加额外工序 的前提下提升液 晶显示装置 的 良品率 ，工艺简单 ，成本低廉 。



一种阵列基板及液晶显示装置、阵列基板的制造方法

【技术领域】

本发明涉及液晶显示领域，更具体的说，涉及一种阵列基板及液晶显示装

置、阵列基板的制造方法。

【背景技术】

现有的阵列基板一般采用蚀刻工艺制作，依次在透明基板上分层依次蚀刻

出扫描线和数据线，如图 1、2 所示，在液晶显示装置的阵列基板中包括多个薄

膜晶体管 （TFT ), —个薄膜晶体管包括一个基板、一个闸极和一个源极，闸极

连接扫描线，源极连接数据线。在现有的阵列基板 中，湿式蚀刻制程后数据线

的线线宽会变小甚至断线，造成垂直断线或垂直线缺陷，影响良品率。

【发明内容】

本发明所要解决的技术问题是提供一种不易出现数据线断线的阵列基板及

液晶显示装置、阵列基板的制造方法。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：

一种阵列基板，包括扫描线和数据线，所述数据线在数据线和扫描线的交

接处的宽度大于数据线其余部分的宽度。

优选的，所述数据线在交接处两侧的加宽宽度相等。在曝光、蚀刻过程 中

数据线两侧受到的强度是对等的，因此保持加宽宽度相等，在曝光、蚀刻过程

后数据线的宽度均匀，不会 出现局部收窄甚至断线。

优选的，所述数据线在交接处单侧的加宽宽度在 0.3um~0.7um 之间。交接

处的数据线宽度不宜过大，宽度越大，数据线和扫描线的交叠面积就越大，在

阵列基板产生静电的时候交接处就越容易被击穿，两侧各加宽 0.5um, 在经过曝

光、湿式蚀刻等制程后，交接处的数据线宽度可以跟其他部分的宽度大致保持

一致，可以保证可靠连接的前提下，减少交接处的交叠面积。



优选的，所述数据线在交接处单侧的加宽宽度为 0.5um 。此为优选的加宽数

值。

一种液晶显示装置，包括上述的阵列基板。

一种阵列基板的制造方法，其步骤包括：在阵列基板的数据线成型工艺中，

设置数据线宽度参数，使数据线与扫描线交接处的数据线宽度值大于数据线其

余部分的宽度值。

优选的，所述数据线在交接处两侧的加宽的宽度值相等。在曝光、蚀刻过

程 中数据线两侧受到的强度是对等的，因此保持加宽宽度相等，在曝光、蚀刻

过程后数据线的宽度均匀，不会 出现局部收窄甚至断线。

优选的，所述数据线在交接处单侧的加宽的宽度值在 0.3um~0.7um 之间。

交接处的数据线宽度不宜过大，宽度越大，数据线和扫描线的交叠面积就越大，

在阵列基板产生静电的时候交接处就越容易被击穿，两侧各加宽 0.5um, 在经过

曝光、湿式蚀刻等制程后，交接处的数据线宽度可以跟其他部分的宽度大致保

持一致，可以保证可靠连接的前提下，减少交接处的交叠面积。

优选的，所述数据线在交接处单侧的加宽的宽度值为 0.5um 。此为优选的加

宽数值。

本发明中，发明人研究发现现有的阵列基板在蚀刻出数据线时，数据线变

窄甚至于断线的部位集中在数据线和扫描线的交接处，该交接处由于数据线需

爬坡跨越扫描线，容易于在曝光制程时爬坡处曝光量过大，造成爬坡处数据线

线宽 (CD) 缩小，而于湿式蚀刻制程后线宽变得更小甚至断线，为此，本发明在

交接处加宽了数据线，交接处的数据线在经过曝光、湿式蚀刻等制程的加工，

在宽度减少的情况下，最终仍然可以保持合适的宽度，不至于因为宽度太窄造

成断线。本发明可以在不增加额外工序的前提下解决数据线线宽变窄甚至断线

的问题，提升了液晶显示装置的良品率，工艺筒单，成本低廉。

【附图说明】



图 1现有技术的液晶显示装置阵列基板示意图

图 2 是交接处数据线在曝光制程中的示意图；

图 3 是本发明液晶显示装置阵列基板示意图；

其中：1、扫描线；2、数据线；3、交接处；4 薄膜晶体管。

【具体实施方式】

下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。

如图 3 所示， 一种液晶显示装置，包括阵列基板，所述阵列基板 包括多个

薄膜晶体管 4 , 连接薄膜晶体管 4 闸极的扫描线 1、连接薄膜晶体管 4 源极的数

据线 2 , 所述数据线 2 在数据线 2 和扫描线 1 的交接处 3 的宽度大于数据线 2 其

余部分的宽度。进一步的，所述数据线 2 在交接处 3 两侧的加宽宽度相等。在

曝光、蚀刻过程中数据线 2 两侧受到的强度是对等的，因此保持加宽宽度相等，

在曝光、蚀刻过程后数据线 2 的宽度均匀，不会 出现局部收窄甚至断线。

进一步的，所述数据线 2 在交接处 3 单侧的加宽宽度在 0.3um~0.7um 之间。

交接处 3 的数据线 2 宽度不宜过大，宽度越大，数据线 2 和扫描线 1 的交叠面

积就越大，在阵列基板产生静电的时候交接处 3 就越容易被击穿，进一步的，

所述数据线 2 在交接处 3 两侧各加宽 0.5um, 在经过曝光、湿式蚀刻等制程后，

交接处 3 的数据线 2 宽度可以跟其他部分的宽度大致保持一致，可以保证可靠

连接的前提下，减少交接处 3 的交叠面积。

上述阵列基板的制造方法，其步骤包括：

在阵列基板的数据线 2 成型工艺中，设置数据线 2 宽度参数，使数据线 2

与扫描线 1 交接处 3 的数据线 2 宽度值大于数据线 2 其余部分的宽度值。

进一步的，在置数据线 2 宽度参数时，所述数据线 2 在交接处 3 两侧的加

宽的宽度值相等。在曝光、蚀刻过程中数据线 2 两侧受到的强度是对等的，因

此保持加宽宽度相等，在曝光、蚀刻过程后数据线 2 的宽度均勾，不会 出现局

部收窄甚至断线。对应的，所述数据线 2 在交接处 3 单侧的加宽的宽度值在



0.3um~0.7um 之间。交接处 3 的数据线 2 宽度不宜过大，宽度越大，数据线 2

和扫描线 1 的交叠面积就越大，在阵列基板产生静电的时候交接处 3 就越容易

被击穿，两侧各加宽 0.5um, 在经过曝光、湿式蚀刻等制程后，交接处 3 的数据

线 2 宽度可以跟其他部分的宽度大致保持一致，可以保证可靠连接的前提下，

减少交接处 3 的交叠面积。

本发明中，发明人研究发现现有的阵列基板在蚀刻出数据线 2 时，数据线 2

变窄甚至于断线的部位集中在数据线 2 和扫描线 1 的交接处 3 , 该交接处 3 由于

数据线 2 需爬坡跨越扫描线 1, 容易于在曝光制程时爬坡处曝光量过大，造成爬

坡处数据线 2 线宽(CD) 缩小，而于湿式蚀刻制程后线宽变得更小甚至断线，为

此，本发明在交接处 3 加宽了数据线 2 , 交接处 3 的数据线 2 在经过曝光、湿式

蚀刻等制程的加工，在宽度减少的情况下，最终仍然可以保持合适的宽度，不

至于因为宽度太窄造成断线。本发明可以在不增加额外工序的前提下解决数据

线 2 线宽变窄甚至断线的问题，提升了液晶显示装置的良品率，工艺筒单，成

本低廉。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不

能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通

技术人员来说，在不脱 离本发明构思的前提下，还可以做 出若干筒单推演或替

换，都应 当视为属于本发明的保护范围。



权 利 要 求

1、一种阵列基板，包括：扫描线和数据线，所述数据线在数据线和扫

描线的交接处的宽度大于数据线其余部分的宽度。

2、如权利要求 1所述的一种阵列基板，所述数据线在交接处两侧的加

宽宽度相等。

3、如权利要求 1或 所述的一种阵列基板，所述数据线在交接处单侧

的加宽宽度在 0.3um~0.7um 之间。

4、如权利要求 3 所述的一种阵列基板，所述数据线在交接处单侧的加

宽宽度为 0.5um 。

5、一种液晶显示装置，包括如权利要求 1所述的一种阵列基板，所述

阵列基板 包括：扫描线和数据线，所述数据线在数据线和扫描线的交接处

的宽度大于数据线其余部分的宽度。。

6、如权利要求 5 所述的一种阵列基板，所述数据线在交接处两侧的加

宽宽度相等。

7、如权利要求 5 或 6 所述的一种阵列基板，所述数据线在交接处单侧

的加宽宽度在 0.3um~0.7um 之间。

8、如权利要求 7 所述的一种阵列基板，所述数据线在交接处单侧的加

宽宽度为 0.5um 。

9、一种阵列基板的制造方法，其步骤包括：在阵列基板的数据线成型

工艺中，设置数据线宽度参数，使数据线与扫描线交接处的数据线宽度值

大于数据线其余部分的宽度值。

10、如权利要求 9 所述的一种阵列基板的制造方法，所述数据线在交

接处两侧的加宽的宽度值相等。

11、如权利要求 9 或 10 所述的一种阵列基板的制造方法，所述数据线

在交接处单侧的加宽的宽度值在 0.3um~0.7um 之间。



12、如权利要求 9 所述的一种阵列基板的制造方法，所述数据线在交

接处单侧的加宽的宽度值为 0.5um 。
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